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1-неделя.

Основные сведения об электромагнитных волнах сверхвысокочастотного диапазона (микроволны) и о слабо ионизованной и сильно ионизованной плазме. 

СВЧ-волны это электромагнитные волны с длинами волн в свободном пространстве в диапазоне значений 30см – 0.1 см (частоты колебаний поля от 1ГГц до 300ГГц). Транспортировка СВЧ волн в волноводных и квазиоптических системах. Критерий слабо ионизованной и сильно ионизованной плазмы.

Основные направления экологического и технологического применения слабоионизованной плазмы, получаемой с помощью СВЧ излучения: создание новых уникальных материалов – поликристаллических алмазных пластин, наноматериалов, сверхчистых полупроводниковых материалов, получение монокристаллов с высоким содержанием лазерно-активных центров окраски, разрушения вредных газов и отравляющих веществ, обработка дымовых газов и выбросов, разрушение вредных примесей в жидких продуктах и промышленных отходах, плазменная стерилизация биоструктур и медицинских материалов.

2-неделя.

Движение заряженных частиц слабоионизованной плазмы в электромагнитных полях СВЧ диапазона в отсутствие столкновений электронов с атомами и молекулами фонового газа. 

Особенности движения заряженных частиц при неадиабатическом включении и выключении СВЧ поля. Особенности движения заряженных частиц в слабоионизованной плазме при  адиабатическом включении СВЧ поля. Расчеты и формулы для осцилляторной скорости, амплитуды осцилляций и осцилляторной энергии заряженной частицы в потоке СВЧ излучения.

3-неделя.

Резонансный и нерезонансный вторично-эмиссионные электронные СВЧ разряды (мультипакторные СВЧ-разряды), развивающиеся на поверхности твердых материалов. 

Возбуждение и поддержание мультипакторных СВЧ-разрядов. Пороги возбуждения резонансных мультипакторных СВЧ-разрядов, пространственные и энергетические критерии возбуждения резонансных мультипакторных СВЧ-разрядов. Кратные резонансные мультипакторные СВЧ-разряды, инкременты нарастания электронной лавины в кратных резонансных мультипакторных СВЧ-разрядах. 

4-неделя.
Контрольная работа.

5-неделя.
Нерезонансный вторично-эмиссионные электронные СВЧ разряды (мультипакторные СВЧ-разряды), развивающиеся на поверхности твердых материалов.

Нерезонансные виды тангенциального и нормального мультипакторного СВЧ-разряда, развивающихся на поверхности металлов, полупроводников и диэлектриков. Энергетический критерий возбуждения нерезонансных мультипакторных СВЧ-разрядов.

6-неделя.

Движение заряженных частиц плазмы в неоднородном электромагнитном потоке СВЧ излучения. 

Концепция разделения движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы на быстрое осциллирующее и медленное однонаправленное движения в неоднородном потоке СВЧ излучения. Механизмы и особенности формирования одномерного высокочастотных (ВЧ) квазипотенциалов в неоднородном поле СВЧ излучения. Инвариант энергии медленного движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения. Концепция разделения движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы на быстрое осциллирующее и медленное однонаправленное движения в неоднородном потоке СВЧ излучения. Механизмы и особенности формирования трехмерного высокочастотных (ВЧ) квазипотенциалов в неоднородном поле СВЧ и лазерного излучений. Инвариант энергии медленного движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения.

7-неделя.

Движение заряженных частиц плазмы в однородных СВЧ полях при наличии постоянного однородного магнитного поля. 

Электронный циклотронный резонанс в слабоионизованной плазме. Энергии заряженных частиц слабоионизованной плазмы в различных магнитных полях: Критерии слабых, сильных и резонансных магнитных полей для заряженных частиц слабоионизованной плазмы в поле пространственно однородного СВЧ излучения. Условие электронного циклотронного резонанса и расчет энергии заряженных частиц слабоионизованной плазмы в поле пространственно однородных потока СВЧ излучения и постоянного магнитного поля.

8-неделя.
Движение заряженных частиц плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения при наличии постоянного однородного магнитного поля. 
Методы расчета переменных магнитных полей, возбуждаемых в пространственно-неоднородном потоке СВЧ излучения. Уравнения движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы, находящихся одновременно в пространственно неоднородном потоке СВЧ излучения и однородном постоянном магнитном поле при различных ориентациях магнитного поля, электрической компоненты СВЧ поля и градиента неоднородности СВЧ излучения. Концепция разделения движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы на быстрое осциллирующее и медленное однонаправленное движения в неоднородном потоке СВЧ излучения в присутствии однородного постоянного магнитного поля. Инвариант энергии медленного движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения при различных ориентациях однородного магнитного поля. 

9-неделя.
Движение заряженных частиц плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения при наличии постоянного однородного магнитного поля. 
Методы расчета переменных магнитных полей, возбуждаемых в пространственно-неоднородном потоке СВЧ излучения. Уравнения движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы, находящихся одновременно в пространственно неоднородном потоке СВЧ излучения и однородном постоянном магнитном поле при различных ориентациях магнитного поля, электрической компоненты СВЧ поля и градиента неоднородности СВЧ излучения. Концепция разделения движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы на быстрое осциллирующее и медленное однонаправленное движения в неоднородном потоке СВЧ излучения в присутствии однородного постоянного магнитного поля. Инвариант энергии медленного движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения при различных ориентациях однородного магнитного поля.

10-неделя.

Контрольная работа

11-неделя.
Движение заряженных частиц плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения при наличии постоянного однородного магнитного поля. 
Методы расчета переменных магнитных полей, возбуждаемых в пространственно-неоднородном потоке СВЧ излучения. Уравнения движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы, находящихся одновременно в пространственно неоднородном потоке СВЧ излучения и однородном постоянном магнитном поле при различных ориентациях магнитного поля, электрической компоненты СВЧ поля и градиента неоднородности СВЧ излучения. Концепция разделения движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы на быстрое осциллирующее и медленное однонаправленное движения в неоднородном потоке СВЧ излучения в присутствии однородного постоянного магнитного поля. Инвариант энергии медленного движения заряженных частиц слабоионизованной плазмы в неоднородном потоке СВЧ излучения при различных ориентациях однородного магнитного поля.

12-неделя.

Движение заряженных частиц слабоионизованной плазмы в СВЧ поле при наличии столкновений электронов с атомами. 

Упругие столкновения заряженных частиц в слабоионизованной плазме. Электрон-электронные и электрон-атомные столкновения в слабоионизованной плазме. Перераспределение импульсов между электронами и атомами при упругих столкновениях в слабоионизованной плазме. Энергия, передаваемая электроном атому при упругих столкновениях. Диаграммы скоростей при упругих столкновениях электронов с атомами. Расчет силы торможения электронов в СВЧ поле при наличии упругих столкновений. Вывод уравнения и анализ решения уравнения движения заряженных частиц в слабоионизованной плазме в СВЧ поле с учетом столкновений электронов с атомами.

13-неделя.
Изменение энергии заряженных частиц слабоионизованной плазмы в потоке СВЧ излучения при наличии столкновений электронов с атомами и ионами. 

Вывод уравнения и анализ решения усредненного по времени уравнения для изменения энергии заряженных частиц слабоионизованной плазмы в потоке СВЧ излучения при наличии столкновений электронов с атомами и ионами. Расчет удельного поглощения СВЧ излучения при прохождении в слабоионизованной плазме. Вывод формулы для расчета высокочастотной электропроводности слабоионизованной плазмы, находящейся в СВЧ поле. Формула Бугера-Ламберта для ослабления потока СВЧ излучения в слабоионизованной плазме. Вывод коэффициентов поглощения и прохождения СВЧ излучения через слой слабоионизованной плазмы.

14-неделя.

Электропроводность и диэлектрическая проницаемость однородной плазмы в СВЧ полях с учетом столкновений электронов с частицами плазмы.
Уравнение для плотности электрического тока в слабоионизованной плазме, возбуждаемого в потоке СВЧ излучения. Вывод и анализ формул диэлектрической проницаемости и электрической проводимости слабоионизованной плазмы, находящейся в поле СВЧ излучения. Сводка асимптотических значений и свойств диэлектрической проницаемости и электропроводности слабоионизованной плазмы в СВЧ полях.

15-неделя.

Комплексная электропроводность и диэлектрическая проницаемость однородной плазмы в СВЧ полях.
Концепция комплексной диэлектрической проницаемости и комплексной электропроводности слабоионизованной плазмы в СВЧ полях. Комплексные решения волнового уравнения для СВЧ волны, распространяющейся в среде с проводимостью и диэлектрической проницаемостью. Вывод формул для комплексной электрической проводимости и диэлектрической проницаемости слабоионизованной плазмы в поле СВЧ излучения. Анализ действительной и мнимой компонент и установление связи комплексной диэлектрической проницаемости и комплексной электропроводности слабоионизованной плазмы в потоке СВЧ излучения.

16-неделя.

Распространение СВЧ излучения в плазме с учетом столкновений электронов с частицами плазмы.
Решение волнового уравнения для описания распространения СВЧ излучения в слабоионизованной плазме. Критерии низкой и высокой плотности слабоионизованной плазмы, находящейся в потоке СВЧ излучения. Критерии слабо столкновительной и сильно столкновительной слабоионизованной плазмы, находящейся в СВЧ поле. Длина СВЧ волны, фазовая и групповая скорости распространения СВЧ волны 

17-неделя.

Затухание СВЧ излучения в плазме. 
Длина поглощения СВЧ волны, скин-слой СВЧ волны для слабоионизованной плазмы малой плотности в условиях высоких частот электрон-атомных столкновений. Длина СВЧ волны, поглощение СВЧ волны, скин-слой СВЧ волны для слабоионизованной плазмы большой плотности в условиях высоких частот электрон-атомных столкновений.
Зачет.
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